) —

7
%}g Politechnika Wrocfawska
Wydziat Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki

Profil dziatalnosci Zaktadu

W Zaktadzie Mikroelektroniki i Nanotechnologii
prowadzone sa prace badawcze w obszarach:

- inzynieria materiatowa,

- mikro- i nanoelektronika, “Wiele czasu poswigcamy
na badania z inZynierii

- fotonika. : : :
materiatowej, wytwarzanie

Laboratorium Struktur Przyrzadowych Zaktadu umozliwia nanostruktur zwiqzkow

przeprowadzenie petnego cyklu badawczego - od komputerowych AIlIBV-N oraz aplikacje

oy . ; i s dotychczasowych doswiadczern
symulacji dziatania, przez projekt technologii i konstrukcji, po ey

realizacje i charakteryzacje demonstratorow zaawansowanych zaawansowanych przyrzadéw.
przyrzadow potprzewodnikowych nowej generacji. Przyktadem tego sq nasze
ostatnio realizowane
projekty: jeden dotyczyt
X B B czujnika wodoru projekto-
Wazniejsze osrodki wspotpracujace z Zaktadem wanego z zastosowaniem
nanotechnologii w materia-

- University of Wiirtzburg, Niemcy, tach pétprzewodnikowych,
. . . . . drugi zas mikrofalowego
- Technical University of Bratislava, Stowacja, tranzystora mocy nowej

- Institute of High Performance for Microelectronics, Frankfurt nad generacji. Ponadto
Odra, Niemcy, rozpoczynamy dziatalnos¢

. . . w obszarze bioczujnikéw
- Dresden University of Technology, Niemcy, i czujnikow dla médycyny

- Kansas State University, USA, opartych na poétprzewodni-

- Institute of Physics and Technology, St. Petersburg, Rosja, \Less Zemk','," pasmem
zabronionym.

- Politechnika Warszawska,

- Instytut Technologii Materiatow Elektronicznych ITME, Warszawa,

- Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,

- Politechnika Slaska, Gliwice.

Kierownik Zaktadu
prof. dr hab. inz. Marek Ttaczata
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Aparatura naukowo-badawcza

Linia technologiczna Laboratorium Struktur Przyrzadowych
(klasa czystosci: hala technologiczna, 200m* <10000, clean room, 15m” - 100) wyposazona jest
w Swiatowej klasy urzadzenia, miedzy innymi:

- systemy MOVPE dla heterostruktur AlIIBV-NiAlll-N: AIXTRON AIX200, CCS3x2,
- urzadzenie do nanoszenia warstw PECVD, PlasmaLab 80plus, Oxford Instr.,

- urzadzenie do nanoszenia warstw DLC PECVD, PlasmalLab100, Oxford Instr.,

- urzadzenie do trawienia RIE, PlasmaLab 80plus, Oxford Instr.,

- napylarki UHV do nanoszenia warstw metalicznych i dielektrycznych,

- stanowiska do obrobki termicznej: RTP, piec wysokotemperaturowy EFCO,

- system HVPE do technologii warstw grubych GaN,

- mikroskop AFM/STM firmy Veeco z modutami SSRR, SPM, SCM, STM, TM,
- urzadzenie do fotolitografii UV, Karl Suss,

- analizator sieci, pomiary b.w.cz. do 20GHz, Agilent,

- stanowisko spektroskopii impedancyjnej do 13MHz, HP4192A,
- system pomiarowy OBIC, u-PLw zakresie UV.
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Wazniejsze projekty badawcze o

- Kwantowe nanostruktury potprzewodnikowe do zastosowan w biologii i medycynie - Rozwoj
i komercjalizacja nowej generacji urzadzen diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie
przyrzady potprzewodnikowe, 2008-2013,

- Nowe technologie na bazie weglika krzemu i ich zastosowania w elektronice duzych mocy,
wielkich czestotliwosci i wysokich temperatur, 2007-2010,

- Opracowanie technologii i konstrukcji czujnikow wodoru na bazie heterostruktur Alll-N/SiC
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach, 2007-2010,

- Opracowanie technologii i konstrukcji tranzystorow HFET
i diod Schotky’ego na bazie heterostruktur Alll-N/SiC
przeznaczonych do prac w zakresie b.w.cz., 2007-2010.

- Kontakty omowe i prostujace do potprzewodnikow z sze-
roka przerwa wzbroniona, 2009-2010.
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